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(57)【要約】
【課題】積層体の微細構造形成層に形成される微細構造
が、より細かくそして深い構造になっても「版取られ」
不良の発生しない離型性を持ち、しかも反射層や接着層
などの層間剥離も起こらない密着性を持った積層体及び
その積層体を製造方法を提供する。
【解決手段】少なくとも基材、剥離層、微細構造形成層
がこの順で積層され、前記微細構造形成層には、微細構
造が形成されており、前記微細構造形成層は微細構造を
形成するための、微細構造が形成されたエンボス版に対
して離型性を示す離型剤を含有しており、前記離型剤が
、前記微細構造形成層の主成分に対して親和性が高いア
ンカーセグメントと親和性が低い離型セグメントとが加
水分解されやすい化学結合により結合したブロックコポ
リマーからなることを特徴とする積層体。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも基材、剥離層、微細構造形成層がこの順で積層され、
前記微細構造形成層には、微細構造が形成されており、
前記微細構造形成層は微細構造を形成するための、微細構造が形成されたエンボス版に対
して離型性を示す離型剤を含有しており、
前記離型剤が、前記微細構造形成層の主成分に対して親和性が高いアンカーセグメントと
親和性が低い離型セグメントとが加水分解されやすい化学結合により結合したブロックコ
ポリマーからなることを特徴とする積層体。
【請求項２】
　前記アンカーセグメントが、前記微細構造を形成する主成分と化学的に結合する官能基
を持つことを特徴とする請求項１に記載の積層体。
【請求項３】
　前記離型セグメントがフッ素若しくはシリコンを含むことを特徴とする請求項１または
請求項２に記載の積層体。
【請求項４】
　前記加水分解されやすい化学結合が、エステル結合であることを特徴とする請求項１～
３いずれか一項に記載の積層体。
【請求項５】
　基材上に剥離層、微細構造形成層を積層し、該微細構造形成層表面に、微細構造が形成
されたエンボス版を密着させ、熱プレスを行うことにより、微細構造を前記微細構造形成
層表面に転写成形し、更に反射層、接着層を順次積層する積層体の製造方法において、
前記微細構造形成層が、微細構造形成層の主成分に対して親和性が高いアンカーセグメン
トと親和性が低い離型セグメントとが加水分解されやすい化学結合により結合したブロッ
クコポリマーからなる離型剤を添加したものであり、
前記微細構造の少なくとも一部の領域を加水分解により、微細構造形成層から離型セグメ
ントを脱離させる工程を含むことを特徴とする積層体の製造方法。
【請求項６】
　前記微細構造形成層の少なくとも１部の領域の離型剤を部分的に加水分解し、前記微細
構造形成層の離型セグメントを脱離させたことを特徴とする請求項５に記載の積層体の製
造方法。
【請求項７】
　微細構造が形成され側の前記微細構造形成層表面に形成された反射層を、少なくとも１
部を残し、部分的に除去されていることを特徴とする請求項５または請求項６に記載の積
層体の製造方法。
【請求項８】
　前記微細構造が微細構造形成層表面に転写成形された積層体に、反射層を積層し、更に
マスク層をパターン状に形成する工程と、マスク層をパターン状に形成した後、塩基性溶
液若しくは酸性溶液からなる浸漬液に浸漬することにより、前記マスク層が形成されてい
ない部分の反射層を除去する工程を含むことを特徴とする請求項５～７いずれか一項に記
載の積層体の製造方法。
【請求項９】
　前記微細構造が微細構造形成層表面に積層形成された反射層の少なくとも一部の領域を
除去する工程と、前記微細構造形成層の一部の領域を加水分解により離型セグメントを脱
離する工程を、塩基性溶液若しくは酸性溶液からなる浸漬液に浸漬することにより、同時
に行うことを特徴とする請求項５～８いずれか一項に記載の積層体の製造方法。
【請求項１０】
　基材上に、剥離層、微細構造形成層が積層され積層体に、微細構造が形成されたエンボ
ス版を圧着させて、前記微細構造形成層表面に微細構造を転写成形する微細構造形成層に
添加される離型剤であって、前記微細構造形成層の主成分に対して親和性が高いアンカー
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セグメントと親和性が低い離型セグメントとが加水分解されやすい化学結合により結合し
たブロックコポリマーからなることを特徴とする離型剤。
【請求項１１】
　前記アンカーセグメントが、前記微細構造を形成する主成分と化学的に結合する官能基
を持つことを特徴とする請求項１０に記載の離型剤。
【請求項１２】
　前記離型セグメントがフッ素若しくはシリコンを含むことを特徴とする請求項１０また
は請求項１１に記載の離型剤。
【請求項１３】
　前記加水分解されやすい化学結合が、エステル結合であることを特徴とする請求項１０
～１２いずれか一項に記載の及び離型剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣、パスポート、商品券、ＢＰステッカーなどに貼付する転写箔およびス
テッカーに用いられるホログラム、回折構造形成体などの微細構造をその一部に有する転
写箔であり、特にその一部を構成する微細構造形成層がそこへ微細構造を形成するための
微細構造版に対して、取られにくくすると共に、極僅かな負荷によって安定した転写を可
能とすることを特徴とした積層体及び積層体の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、その一部に微細構造を有する転写箔は、例えば、基材に剥離層と微細構造形成層
となる薄膜とを順次コーティングした後、前記薄膜に微細構造版を加熱した状態で押し付
け、更に反射層や接着層等を設けることより製造されている。この際、微細構造版から微
細構造形成層となる薄膜に加える温度は、微細構造形成層を構成する樹脂の軟化点付近で
あるため、樹脂にタックが出やすく、微細構造形成層の一部が剥離層と共に剥がれて微細
構造版に付着し、微細構造が所定のように形成できないことがよくあった。
【０００３】
　このような現象を回避するため、微細構造形成層を電子線硬化樹脂や紫外線硬化樹脂で
構成することにより、微細構造版を使用した加熱方式によらずに微細構造を複製する方法
およびが提案されている（特許文献１）。
【０００４】
　また、微細構造を有する転写箔の製造においては、転写しようとする部分の適正な剥離
における負荷が軽く、バリの出にくいものが一般的には性能が良いとされる。しかし、上
述したような微細構造を有する転写箔、すなわち基材に剥離層と微細構造形成層となる薄
膜とを順次コーティングした後、加熱した微細構造版を微細構造形成層となる薄膜に押し
つけることにより微細構造形成層が形成される転写箔においては、転写性を向上すべく基
材と剥離層との界面における軽剥離化を図ろうとすると、上記の如く、微細構造形成層の
一部が微細回折構造版に付着してしまう、いわゆる「版取られ」の現象が顕著になってし
まうという問題がある。
【０００５】
　上記「版取られ」を解決するために、微細構造形成層中に離型剤を、また離型性を付与
する離型セグメントと微細構造形成層からの脱離を防ぐアンカーセグメントからなるブロ
ックコポリマーからなる離型剤を微細構造形成層中に含有させる提案がなされている（特
許文献２）
　しかしながら、転写箔およびステッカーに更なる偽造防止機能が求められるようになり
、形成される微細構造が、更に細かく深い構造になっており、現状の離型性では性能が十
分とは言えない状態である。一方、離型性を強くすると、反射層や接着層などのリコート
密着性が確保し辛くなる。そのような理由から安定した成形性と、転写箔の密着性とを両
立させた材料構成および製造方法が求められるようになっている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１０６１９３号公報
【特許文献２】特開２００４－２５８４５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであって、積層体の微細構造形成
層に形成される微細構造が、より細かく、そして深い構造になっても「版取られ」不良の
発生しない離型性を持ち、しかも反射層や接着層などの層間剥離も起こらない密着性を持
った積層体及びその積層体を製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するための手段として、請求項１に記載の発明は、少なくとも基材、
剥離層、微細構造形成層がこの順で積層され、
前記微細構造形成層には、微細構造が形成されており、
前記微細構造形成層は微細構造を形成するための、微細構造が形成されたエンボス版に対
して離型性を示す離型剤を含有しており、
　前記離型剤が、前記微細構造形成層の主成分に対して親和性が高いアンカーセグメント
と親和性が低い離型セグメントとが加水分解されやすい化学結合により結合したブロック
コポリマーからなることを特徴とする積層体。である。
【０００９】
　また、請求項２に記載の発明は、前記アンカーセグメントが、前記微細構造を形成する
主成分と化学的に結合する官能基を持つことを特徴とする請求項１に記載の積層体である
。
【００１０】
　また、請求項３に記載の発明は、前記離型セグメントがフッ素若しくはシリコンを含む
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の積層体である。
【００１１】
　また、請求項４に記載の発明は、前記加水分解されやすい化学結合が、エステル結合で
あることを特徴とする請求項１～３いずれか一項に記載の積層体である。
【００１２】
　また、請求項５に記載の発明は、基材上に剥離層、微細構造形成層を積層し、該微細構
造形成層表面に、微細構造が形成されたエンボス版を密着させ、熱プレスを行うことによ
り、微細構造を前記微細構造形成層表面に転写成形し、更に反射層、接着層を順次積層す
る積層体の製造方法において、
前記微細構造形成層が、微細構造形成層の主成分に対して親和性が高いアンカーセグメン
トと親和性が低い離型セグメントとが加水分解されやすい化学結合により結合したブロッ
クコポリマーからなる離型剤を添加したものであり、
前記微細構造の少なくとも一部の領域を加水分解により、微細構造形成層から離型セグメ
ントを脱離させる工程を含むことを特徴とする積層体の製造方法である。
【００１３】
　また、請求項６に記載の発明は、前記微細構造形成層の少なくとも１部の領域の離型剤
を部分的に加水分解し、前記微細構造形成層の離型セグメントを脱離させたことを特徴と
する請求項５に記載の積層体の製造方法である。
【００１４】
　また、請求項７に記載の発明は、微細構造が形成され側の前記微細構造形成層表面に形
成された反射層を、少なくとも１部を残し、部分的に除去されていることを特徴とする請
求項５または請求項６に記載の積層体の製造方法である。
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【００１５】
　また、請求項８に記載の発明は、前記微細構造が微細構造形成層表面に転写成形された
積層体に、反射層を積層し、更にマスク層をパターン状に形成する工程と、マスク層をパ
ターン状に形成した後、塩基性溶液若しくは酸性溶液からなる浸漬液に浸漬することによ
り、前記マスク層が形成されていない部分の反射層を除去する工程を含むことを特徴とす
る請求項５～７いずれか一項に記載の積層体の製造方法である。
【００１６】
　また、請求項９に記載の発明は、前記微細構造が微細構造形成層表面に積層形成された
反射層の少なくとも一部の領域を除去する工程と、前記微細構造形成層の一部の領域を加
水分解により離型セグメントを脱離する工程を、塩基性溶液若しくは酸性溶液からなる浸
漬液に浸漬することにより、同時に行うことを特徴とする請求項５～８いずれか一項に記
載の積層体の製造方法である。
【００１７】
　また、請求項１０に記載の発明は、基材上に、剥離層、微細構造形成層が積層され積層
体に、微細構造が形成されたエンボス版を圧着させて、前記微細構造形成層表面に微細構
造を転写成形する微細構造形成層に添加される離型剤であって、前記微細構造形成層の主
成分に対して親和性が高いアンカーセグメントと親和性が低い離型セグメントとが加水分
解されやすい化学結合により結合したブロックコポリマーからなることを特徴とする離型
剤である。
【００１８】
　また、請求項１１に記載の発明は、前記アンカーセグメントが、前記微細構造を形成す
る主成分と化学的に結合する官能基を持つことを特徴とする請求項１０に記載の離型剤で
ある。
【００１９】
　また、請求項１２に記載の発明は、前記離型セグメントがフッ素若しくはシリコンを含
むことを特徴とする請求項１０または請求項１１に記載の離型剤である。
【００２０】
　また、請求項１３に記載の発明は、前記加水分解されやすい化学結合が、エステル結合
であることを特徴とする請求項１０～１２いずれか一項に記載の離型剤である。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る微細構造を有する積層体は、その一部を構成する微細構造形成層は、微細
な凹凸を形成するためのエンボス版に対して離型性を示す離型剤を含有しているため、熱
圧をかけて押圧するエンボス版に層の一部が取られにくくなり、エンボス時の離型性と積
層体の層間の密着性の両立が可能で、層間剥離トラブルの心配が無く、極僅かな負荷によ
って安定した転写が可能となり、かつ転写された部分において所期の回折現象を的確に発
現しうるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の積層体の構成を示した断面概念図である。
【図２】本発明の積層体の微細構造形成方法を示した断面概念図である。
【図３】エンボス工程における「版取られ」を示した断面概念図である。
【図４】本発明の積層体における離型メカニズムを示した概念図である。
【図５】本発明の積層体における加水分解後の密着メカニズムを示した概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下本発明を実施するための形態を、図面を用いて詳細に説明する。図１は微細構造を
有する微細構造が形成された積層体１０の概略の断面構造を示している。この微細構造を
有する微細構造が形成された積層体１０は、基材１上に剥離層２と微細構造形成層３と反
射層５と接着層７とがこの順で積層されており、反射層５は加水分解処理後、微細構造形
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成層３の表面に形成されるエンボスパターン４の表面に形成されている。
【００２４】
　図２は微細構造が形成された積層体の、製造工程を示しており、基材１上に剥離層２と
微細構造形成層３を積層し、エンボス版２０を熱圧着あるいはＵＶ硬化によって微細構造
を微細構造形成層３にエンボス成形する。微細構造表面を加水分解した後、反射層５を設
け、次にパターン状にマスク層６を形成した後、塩基性溶液若しくは酸性溶液からなるエ
ッチング液に浸漬することにより、マスク層を設けていない部分の反射層５を除去され、
反射層５はパターン状に設けられ、続いて接着層７を積層する。
【００２５】
　図３はエンボス工程における版取られ部３０を示した断面概念図であり、微細構造形成
層に、エンボス版２０を加熱した状態で押しつけると、エンボス版２０に微細構造形成層
３が融着し、エンボス版２０を剥がす時に、微細構造形成層３が一部が破壊し、基材１か
ら剥がれて、エンボス版２０に付着してしまい、微細構造が形成された積層体１０には、
版取られ部３０がまだらにできてしまう。また「版取られ」が生じた版は、付着した微細
構造形成層３により使用できなくなる。
【００２６】
　転写時には反射層５と微細構造形成層３と剥離層２の一部とが一体的に剥離し、この順
序で被転写体上に接着層７により一体的に接着・固定されるようになっている。微細構造
形成層３にはホログラムや回折格子等の微細構造が形成されているので、この微細構造を
有する転写箔などの微細構造が形成された積層体１０を使用した転写により、被転写体上
では所望の回折現象が転写部分において観察されるようになっている。
【００２７】
　微細構造が形成された積層体１０を構成する基材１としては、ポリエチレンテレフタレ
ート、ポリエチレンナフタレート、又はポリプロピレン等の樹脂フィルム、更にはこれら
の積層体等を用いることができる。この基材１の上には剥離層２を積層するが、転写時の
剥離強度を調整するため、剥離層２を形成する面に離型処理を施しておいても良い。
【００２８】
　一方、剥離層２は、転写時においてその一部においてが安定した剥離（転写）がなされ
ると共に、被転写部分の最表面に位置してその表面を保護する機能を有する必要がある。
したがってこの剥離層２は、これらの機能を満たす材料、例えばアクリル樹脂、メラミン
樹脂、またはスチレン樹脂等を用い、グラビアコーティング、マイクログラビアコーティ
ング、ロールコーティング等の塗工方法や印刷方法等により設ける。
【００２９】
　他方、微細構造形成層３は、前述したように、ホログラムや回折格子等の回折構造が形
成してある層である。この微細構造は、微細構造形成層３となる薄膜に微細な凹凸が形成
してあるエンボス版を加熱した状態で押しつけて形成されるものである。したがって、こ
の微細構造形成層３構成する材料としては、エンボス版により型取りがし易く、かつ転写
時の熱圧で一旦形成した微細構造が崩れにくい材料で設ける。
【００３０】
　微細構造型性層３は、ＵＶ樹脂の場合や熱硬化樹脂の場合があり、ＵＶ樹脂としてはア
クリル樹脂や不飽和ポリエステルのラジカル重合させたものが好適であり、熱硬化樹脂と
してはイソシアネートによるアクリルポリオール若しくはポリエステルポリオールを硬化
させたものが好適である。（これらの要求を満足する材料としては、ウレタン樹脂、メラ
ミン樹脂、ニトロセルロース、又は塩酢ビ樹脂等を挙げることができる。）
　前記微細構造型性層３には離型剤が添加されており、アンカーセグメントと離型セグメ
ントは加水分解されやすい化学結合で結合させておく。離型剤のアンカーセグメントは、
前記の硬化に必要な官能基を持たせることで安定化させることが可能である。加水分解を
受けるやすい結合としては、エステル（カルボン酸＋アルコール）、アミド（カルボン酸
＋アミン）、チオエステル（カルボン酸＋チオール）などを挙げることができる。
【００３１】
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　加水分解は、空気中の水分や酸性、中性、塩基性の水溶液に浸漬して実施でき、鹸化処
理においても同様の効果が得られる。また加水分解処理の前に、濡れ性を向上させ効率よ
く処理をすすめるためにコロナ処理などを実施してもよい。
【００３２】
　この微細構造形成層３は、このような材料によりなる薄膜を基材１上に形成した後、薄
膜をその軟化点付近まで加熱した状態で微細な凹凸が形成してあるエンボス版２０を押し
つけて得られるものである。この時、従来方法では軟化点付近まで加熱した薄膜は、タッ
クが現れはじめ、エンボス版２０にその一部が貼りつきやすくなる。特に、転写時にあま
り負荷をかけずに転写が行えるよう、剥離剤により剥離層２の剥離強度を低減させてある
微細構造が形成された積層体１０においては、剥離層２と微細構造形成層３とが一緒に基
材１側から剥がれてしまい、エンボス版２０に付着してしまうという不具合を起こしやす
くなるという問題があった。
【００３３】
　本発明の微細構造が形成された積層体１０では、離型剤が微細構造形成層３の主成分に
対して親和性が高いアンカーセグメントと親和性が低い離型セグメントとが加水分解され
やすい化学結合により結合したブロックコポリマーからなる。すなわち微細構造をプレス
成型する際には、離型性が働き、エンボス版２０に貼りつかないが、微細構造成形後に加
水分解処理により、離型性が無くなるため、その後に積層される反射層５との密着に対し
て問題が生じることは無い。エンボス時には、離型セグメントが微細構造形成層３の表面
に存在し、剥離抵抗力が低く、スタンパーの離型がスムーズで、反射層やアンカーをコー
ティングする前に、加水分解処理により離型セグメントを脱離するため、離型性が無くな
り反射層や接着層の密着性が確保できる。
【００３４】
　図４は、本発明の積層体がエンボス時に「版取られ」を起こさない離型セグメント１１
形成メカニズムを示しており、微細構造を形成する主成分である主剤１３と離型セグメン
ト１１が化学的に結合し、親和性が高いアンカーセグメント１２と親和性が低い離型セグ
メント１１とが加水分解されやすい化学結合により結合ししている。
【００３５】
　図５は、加水分解によって、化学結合により結合していた親和性が高いアンカーセグメ
ント１２と親和性が低い離型セグメント１１とが分かれ、離型セグメント１１が微細構造
形成層３から無くなり、離形性が失われ密着性が生まれることを示している。
【００３６】
　前記マスク層６を設けていない部分の反射層５を除去する工程において、酸性あるいは
塩基性の水溶液にて処理を行うが、この時、微細構造成形層３の表面は加水分解反応が進
み、マスク層６によりカバーされた部分は、加水分解反応は起きないが、反射層と微細構
造形成層との密着性が良好の場合には、反射層形成前の加水分解の工程を省略することも
可能である。
【００３７】
　反射層５は、金属若しくは高屈折率セラミックスにより形成される層である。金属系の
材料としては、アルミニウム、すず、銀、銅、ニッケル、金等の金属の他にインコネル、
青銅、アルミ青銅等の合金を用いることができる。また、セラミックス系の材料としては
、ＴｉＯ２、ＺｎＳ、Ｆｅ２Ｏ３の等の高屈折率材料を用いることができる。反射層５は
、これらの材料を蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング等の薄膜形成方法により
、１０ｎｍから１００ｎｍ程度の厚さで微細構造形成層３上に設ければよい。この反射層
５は、微細構造形成層３に対して必ずしも全面に設ける必要は無く、デザインや使用形態
等を考慮してその一部に設けても良い。
【００３８】
　接着層７は、転写の際に、転写箔を構成する反射層５と微細構造形成構造層３並びに剥
離層２の一部とを一体的に被転写体上に転移させた時に固着させるために設ける層である
が、例えば転写時に加えられる熱により粘着性が現れる感熱接着剤を用いて構成すればよ
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い。この接着層７は、所定の接着剤を用い、グラビアコーティング、マイクログラビアコ
ーティング、ロールコーティング等の塗工方法や印刷方法等により反射層５上に積層して
設ければよい。
【００３９】
　以上のような構成の、回折構造を有する転写箔を用い、アップダウン式のホットスタン
プやロール転写型の転写機により、被転写体上に転写を行うこと、極僅かな負荷で被転写
体上に転写を行うことができる。従って、転写部分においては、その一部に有する回折構
造に係る回折現象が明瞭に観察することができるようになる。
＜実施の形態例１＞
　以下、本発明の施の形態例を説明する。エンボス版２０の原版は、ガラスに塗布したポ
ジレジストを塗布してガラス乾板を作製した。ガラス乾板のレジスト表面に電子線で描画
して方向の異なる格子偏光子を描画して、前記描画したガラス乾板を現像し、間隔３００
ｎｍ、深さ４００ｎｍの微細構造を形成した。次に微細構造表面にスパッタリングにより
導通加工し、メッキによりエンボス版を得た。エンボス版は表面処理を行った後、メッキ
により複版が可能である。
【００４０】
　まず、厚さが１６μｍのポリエチレンテレフタレートフィルムからなる基材の一方の面
に、アクリル系樹脂からなる剥離層をグラビアコーティング法により２μｍの厚さで設け
、更に加水分解を受ける離型剤を添加したＵＶ硬化型微細構造形成層３を２μｍの厚みで
グラビアコーティング法を用いて塗工形成した。
【００４１】
　重合によりＰＭＭＡとなるメタクリル酸モノマー及びオリゴマーに、不飽和ポリエステ
ル樹脂を加え、更にラジカル重合開始剤（イルガキュア１８４：チバジャパン）１～３％
、離型剤を０．１～３％添加加え、溶剤により粘度の調整を行いＵＶ硬化型微細構造形成
層３とする。この時溶剤に替え反応性希釈剤を添加しても良い。
【００４２】
　離型剤としては、Ｆ３Ｃ（ＣＦ２）ｎ‐Ｏ‐（アクリレート基若しくはメタクリレート
基）が、加水分解（＋Ｈ２Ｏ）により、Ｆ３Ｃ（ＣＦ２）ｎＯＨとアクリル酸若しくはメ
タクリル酸（実際には主剤と反応してポリマーとなっている）となる。ここで、ｎ＝０～
２０であり、より好ましくは４～８である。
【００４３】
　メタクリル酸モノマー、オリゴマーに、不飽和ポリエステル混合樹脂：　　　１００部
　ラジカル重合開始剤：イルガキュア１８４（チバ・ジャパン）　　　　　　１部
　離型剤　　　　　　：Ｆ３Ｃ（ＣＦ２）４ＯＣＯＣ２Ｈ４　　　　　　　　０．５部
　溶剤（ＭＥＫ／トルエン）
からなる樹脂溶液を塗布乾燥してＵＶ硬化型微細構造形成層を得た。アンカーセグメント
は主剤と結合して残り、エンボス後離型セグメントは加水分解して離脱する。
【００４４】
　表面に微細構造が形成されたニッケルからなるエンボス版２０を用いて２００℃で型押
しし、基材側から紫外線を照射して硬化し、微細構造をＵＶ硬化型微細構造形成層３に形
成した。表面の微細構造面を、水に浸漬させて加水分解した後、微細構造形成層３上にア
ルミニウムからなる反射層５を蒸着により厚さ５０ｎｍの厚さで設け、更に塩酢ビ樹脂か
らなるマスクインキをグラビア印刷法にて１μｍ厚に印刷して形成した。乾燥エージング
後、ＮａＯＨ溶液でマスク層が形成されていない部分をパターンエッチングし、更にシリ
カフィラーを分散した塩酢ビ樹脂を、グラビアコーティング法で２μｍ厚に塗工しての接
着層７を積層した。
＜実施の形態例２＞
　熱硬化型微細構造形成層として、ウレタン系樹脂が好適であり、クリルポリオールに硬
化剤（デュラネート２４Ａ１００：旭化成）、ポリエステルポリオールに硬化剤（デュラ
ネート２４Ａ１００：旭化成）を添加した塗工材が挙げられる。これら未反応の材料の固
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【００４５】
　加水分解によりＦ３Ｃ（ＣＦ２）ｎＣＯ－Ｏ－（アクリルポリオールセグメント）が、
Ｆ３Ｃ（ＣＦ２）ｎＯＨとアクリルポリオール基（実際には主剤と架橋している）となる
。ここで、ｎ＝０～２０であり、より好ましくは４～８である。
【００４６】
　樹脂組成としては、
　　アクリルポリオール　：　エリーテルＵＥ３２２８（ユニチカ）　　　　　１００部
　　硬化剤　　　　　　　：　デュラネート２４Ａ１００（旭化成）　　　　２．５５部
　　離型剤　　　　　　　：　Ｆ３Ｃ（ＣＦ２）４ＯＣＯＣ２Ｈ４　　　　　　　　　２
部
　　溶剤（ＭＥＫ／トルエン）
上記塗液をグラビアコーターで１μｍの膜厚で塗布し、１２０℃で１０秒間乾燥後、５０
℃で７日間エージングし硬化を促進した。
【００４７】
　　表面に微細構造が形成されたニッケルからなるエンボス版を用いて２００℃で圧力を
かけて型押しし、冷却しながら型から外した。微細構造形成層３上にアルミニウムからな
る反射層５を蒸着により厚さ５０ｎｍの厚さで設け、更に塩酢ビ樹脂からなるマスクイン
キをグラビア印刷法にて１μｍ厚にで印刷して形成した。乾燥エージング後、ＮａＯＨ溶
液により、マスク層が形成されていない部分をパターンエッチングすると同時に加水分解
処理を行い、更にシリカフィラーを分散した塩酢ビ樹脂を、グラビアコーティング法で２
μｍ厚に塗工しての接着層７を積層した。
【００４８】
　実施の形態例１、２とも、表面温度２００℃のゴムロールを用いて、１００ｇ／ｍ２の
用紙に、ロール転写し、転写物を得た。
【００４９】
　エンボス時のスタンパーからの離型性と、アンカー密着性を両立した転写箔が作製でき
た。転写後、粘着テープによる密着試験を実施した。実施の形態例１のＵＶ硬化型微細構
造形成層を用いたものは、加水分解を行わない時には７０％以上の面積が剥離したが、加
水分解を行うことにより微細構造形成層の間で剥離することは無かった。
【符号の説明】
【００５０】
１・・・基材
２・・・剥離層
３・・・微細構造形成層
４・・・エンボスパターン
５・・・反射層
６・・・マスク層
７・・・接着層
１０・・・微細構造が形成された積層体
１１・・・離型セグメント
１２・・・アンカーセグメント
１３・・・主剤
２０・・・エンボス版
３０・・・版取られ部
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